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Die Herstellung optischer Dünnschichtsysteme kommt heutzutage ohne den Einsatz moderner Kon-
zepte der Plasmatechnologie nicht mehr aus. So wird nicht nur häufig das Beschichtungsgut selbst
mit Plasmen vorbehandelt, sondern es kommen auch direkte plasmagestützte Beschichtungsverfah-
ren zum Einsatz, die eine deutliche Verbesserung der Qualität optischer Funktionsschichtsysteme
bewirken können. Beispielsweise kann die Packungsdichte optischer Schichten in plasmagestützten
Prozessen erheblich bis nahezu auf den Wert des entsprechenden Festkörpermaterials gesteigert und
so eine erhebliche Erhöhung der Schichtstabilität erreicht werden. Bei den Zerstäubungsprozessen
spielen Plasmen und Plasmastrahlen eine zentrale Rolle in der kontrollierten Freisetzung des Be-
schichtungsmaterials in einem Energieregime, das besonders günstig ist für die Bildung von qualitativ
hochwertigen optischen Schichten. Trotz dieser enormen Vorteile steckt eine grundlegende Erkundung
der Wirkung von Plasmen in den modernen Beschichtungsprozessen noch in ihren Anfängen. Für
die zukünftige Entwicklung der Beschichtungsprozesse und die Herstellung der zunehmend geforder-
ten anspruchsvollen optischen Schichtsysteme sind diese neuen Forschungsansätze dringend weiter zu
stärken. Die Zielstellung des nunmehr sechsten Symposiums zu dem Themenfeld ist es, den Dialog der
beteiligten Technologiebereiche weiter zu intensivieren. Als Plattform bietet sich dabei insbesondere
auch das Vorhaben „Plasma und Optische Technologien“ (PluTO) an, das vom Bundesministerium
für Bildung und Forschung seit Mitte des Jahres 2009 gefördert wird und nunmehr einen hohen
wissenschaftlichen Stand erreicht hat. Im Rahmen es Symposium sollen unter anderen ausgewählte,
von dem Pluto-Konsortium errungene Ergebnisse der Fachöffentlichkeit vorgestellt werden.

Übersicht über Hauptvorträge und Fachsitzungen
(Hörsäle HS 2 und HS 4)

Hauptvorträge

SYOS 1.2 Di 11:10–11:50 HS 2 Plasma und optische Technologien: PluTO — ∙Norbert Kaiser
SYOS 1.3 Di 11:50–12:20 HS 2 Entspiegelung von Oberflächen durch plasmageätzte Nanostrukturen —

∙Ulrike Schulz
SYOS 1.4 Di 12:20–12:50 HS 2 Untersuchungen an PIAD Schichten — ∙Olaf Stenzel, Steffen Wil-

brandt, Dieter Gäbler, Norbert Kaiser, Jens Harhausen, Rüdiger
Foest, Andreas Ohl

SYOS 2.1 Di 14:00–14:30 HS 2 Diagnostik und Steuerung von PIAD-Prozessen — ∙Jens Harhausen,
Rüdiger Foest, Andreas Ohl, Dieter Gäbler, Norbert Kaiser, Olaf
Stenzel, Steffen Wilbrandt, Ralf-Peter Brinkmann, Benjamin Schrö-
der, Robert Storch, Tim Styrnoll

SYOS 2.2 Di 14:30–15:00 HS 2 Charakterisierung beschichtender Plasmen — ∙Peter Awakowicz
SYOS 2.3 Di 15:00–15:30 HS 2 Plasmadiagnostik und Prozessüberwachung mit der Multipolresonanz-

sonde — ∙Ralf Peter Brinkmann, Michael Friedrichs, Martin Lapke,
Jens Oberrath, Christian Schulz, Robert Storch, Tim Styrnoll, Pe-
ter Awakowitz, Thomas Mussenbrock, Thomas Musch, Ilona Rolfes

SYOS 2.4 Di 15:30–16:00 HS 2 Analyse des Ionenstrahlzerstäubens mittels Plasmadiagnostik —
∙Carsten Schmitz

SYOS 3.1 Di 16:30–17:00 HS 4 Design von amorphen optischen Schutzschichten mittels Multiskalen-
modellierung — ∙Thomas Frauenheim
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Fachsitzungen

SYOS 1.1–1.4 Di 11:00–12:50 HS 2 Plasma und Optische Technologien I
SYOS 2.1–2.4 Di 14:00–16:00 HS 2 Plasma und Optische Technologien II
SYOS 3.1–3.3 Di 16:30–17:30 HS 4 Plasma und Optische Technologien III


